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Der Kunde

Infineon ist ein weltweit führender Anbieter von Halb leiter lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und um welt freund
licher machen. Mikro elektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebens werte Zukunft. Infineon Dresden ist mit rund 
2.200 Mit ar beitern einer der größten und modernsten Standorte für Fertigung und Techno logieentwicklung des Konzerns. 
Das Unternehmen fertigt über 400 verschiedene Produkte auf 200mm und 300mmSilizium scheiben (Wafern). Halb
leiter von Infineon Dresden kommen in An wendungen der Kunden aller vier Ge schäfts be reiche des Konzerns zum Ein
satz: Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket sowie Chip Card & Security.

Die Ausgangssituation

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie bei Infineon wur
de am Standort Dresden ein KennzahlenMonitoring für 
die Energie effizienz der Anlagen (EEE: Equipment Energy 
Effectiveness) auf ge baut. Ziel ist die ganz heitliche Be
wertung des Energie ver brauchs und möglicher Effizienz
potentiale an Pro duktions an lagen für ein intelligentes 
Energie manage ment ohne negative Prozess be ein flussung. 

Wesentliche Herausforderungen waren die umfassende 
An bindung diverser Datenquellen sowie die Korrelation 
und Interpretation der Daten gemäß „Prozessablauf im 

Equipment“. Für eine umfassende Prozessvisualisierung 
und Bildung von KPIs war sowohl eine nahe Echtzeit
Daten be reit stellung als auch die Integration historischer 
Daten un ab ding bar. Dabei wurden die vorhandenen Daten 
nach ver schiedenen Vorgaben korreliert, um folgende Ver
gleichs möglich keiten umzusetzen: 

	� zwischen gleichartigen Equipments

	� eines Equipments zu unterschiedlichen 
Betrachtungszeiträumen 

	� zwischen gleichartigen Produktionsabläufen
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Die Lösung

Innerhalb eines stufenweisen Aufbaus wurde ein Show
Case anhand von zwei Equipments definiert und aufge
setzt. Dazu wurde eine 200mm Sputteranlage mit zwei 
Tantal Kammern und einer Kupfer Kammer für die Wafer
fertigung mit einem jährlichen Energie ver brauch Strom von 
955MWh aus ge wählt. Dabei wurden neben Strom auch 
weitere Medien ver bräuche (z. B. Gase) in die Be trachtung 
integriert. Zudem sollten Möglich keiten zur Er höhung 
der System aus lastung bzw. Ver ringerung des Energie
ver brauchs in nicht produktiven Zeiten analysiert werden. 
Das EEEKPIMonitoringSystem wurde auf Basis von 
Splunk Enterprise sowie der Integration von Algorithmen 
in R umgesetzt und besteht aus mehrstufigen Analyse 
Dash boards und Kon troll funkti onen. Parallel dazu soll ein 
AssessmentTeam aufgebaut und in die System be dienung 
ein ge führt werden. 

Für die Analyse wurden Energieverbrauchswerte als 
Summen werte der Anlage mittels Janitza UMG604 gemes
sen, Pro zess daten aus APCFiles (EquipmentProzess
Monitoring) sowie RTCBuchungen aus DWH genutzt. 

Der Nutzen

Die Lösung bietet eine Grundlage für die „Fluss fak tor
steuer ung für die Linien balance“ sowie für eine „be triebs
kosten opti mierte Steuerung“ („Realtime Sche duling/ 
Dispatching von Tools“) bzw. Ar beit auf Feld ebene. Dabei 
dient die passive Ver brauchs er mittlung an hand von Daten
korrelati onen nicht nur als Basis für Kontroll funkti onen 
sondern auch für Equipment Assessments und das Maß
nahmenManage ment zur Steigerung der En ergie effizienz. 

Zudem stellt die Lösung eine erweiterte Daten grund lage 
für Ent scheidungen zur Kostenreduktion der Medien ver
bräuche sowie die Datenbasis für lang und kurzfristige 
FabSimulationen und das AnlagenScheduling be reit. 

Neben der Visualisierung und Alarmierung ist zur Detail
analyse des EquipmentIngenieurs die Ver tiefung bis auf 
Event und LogEbene möglich.

„Die EEEApp an sich hat bislang einen echten Zugewinn in 
Richtung Verbrauchstransparenz anhand der Energie und 
MedienKPIs gebracht. Anlagen und Pro zess kammern 
können mittels Kennzahlen eineindeutig verglichen werden 
und Mehr ver brauch wird daraus ersichtlich. Des Weiteren 
wird damit das Be wusstsein beim EquipmentBetreiber 
zum nach haltigen Umgang mit Energie und Ressourcen 
ge schärft.“
Gunter Welde,  
Supervisor Equipment Engineering Infineon Technologies Dresden GmbH  
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